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半導体ニッポン敗戦の新因は直近の数年の休憩

                                   　　                                      　　
　ニッポン半導体の敗因は様々で、80年代、90年代、あるいは、時間軸を超えた真因、深因もあろうが、今回は、2010年以降の新因について考える。
　振り返ってみると、SELETEやSCRが竣工した2000年代前半は、世界最初の12φ、MIRAI、HALCAで微細加工も最先端に挑戦、ニッポンファンドリ構想もあった。しかし、2010年頃からCMOSでの微細化追求はギブアップ、2010年からは様々な新しい原理のデバイスを追求、研究範囲が広がり、基礎研究的なものが増え、2015年前後の数年間以降は空白で、せいぜいPENTRA等、光くらいであった。この時期は、電機や半導体業界もMETIも東芝、シャープ問題、INCJ等々大変であり、国内の半導体設備投資も低調、ファブレス化が進んだ。逆に、海外では、EUV導入も含め、一気にプロセス技術が進んだ。[image: image1.png]55 11, 58 2 RADIEBNKIE (FAFERATE)
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HPより
　この5－6年の休憩は痛かった。普通はひと昔という程ではないが、2シリコンサイクルは遠い昔だ。経営者も技術者もリタイヤ、海外転職もした。既存の設備も試作ラインというより、実験用に近く、beyond2nmへの活用は難しい。既存の量産工場を、国が買い取りか、新工場建設、国内で利用なら初となるEUV導入も含め検討した方が却ってコストは少なくて済むかもしれない。
教授&アナリスト　若林秀樹
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